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1. INTRODUCCION

Entre los materiales de obturacidén mds populares en --
las restauraciones estéticas, por su bajo costo, manipulacidn
y ripida colocacidn: estdn las resinas compuestas que fueron

Introducidas por Bowen en 1958.

Stn embargo, ‘las resinas compuestas presentan ciertas
desventafas: quimicamente no se logra unidn al diente, sufren
contraccién durante el proceso de pollmerizacidn logrando una

deficiente unidn del diente y el material restaurador.

Por 1o antes mencionado, se ha demostrado en mdltiples
estudios que con la técnlca de grabado &cldo se consigue una
mejor unidn al esmalte lhdeﬁcndlentemcnte del disefo de la --

preparacidn.

Buonocore fue el iniciador del grabado dcido a una con-

centracién de un 85% de acido fosfdrico.

Silverstone y colaboradores en sus investigaciones de-
mostraron que a mayores concentraciones de &cido fosfdrico no
actuaba en la formacidn de microporos y optaron por una concen

tracidn de un 30% de 8cido fosf8rico con mejores resultados.

El grabado icido actiia mis efectivamente sobre las ter



minaciones de los prismas del esmalte y sl este es recién ta-
|lado proporciona una mejor retencidn, que cuando se graba el
esmalte no preparado. La técnica de grabado &cido, consiste
en aplicar al esmalte 3cido fosforico al 30% durante 60 segi,
preduciendo microporosidades, que actlan como un sistema de =

canales, dentro de los cuales puede fluir la resina lTquida togran

do una fuerza de unidén mecdnica muy favorable para el sellado.

La resina que se utiliza sobre el esmalte grabado es -
de baJa viscosidad., Su polimerizacidn puede ser qufmica o foto
cerada. Su presentacldn comerctal es de un solo frasco o dos

frascos.



2. OBJETIVO GENERAL

Comparar la fuerza de unidn,entre una resina 1fquida
‘autopolimerizable y una fotopolimerizable a la superficie del
esmalte previamente grabado,mediante la apllicacidn de fuerza

tensional en el drea de unidén resina-esmalte,



3. JUSTIFICACION

En la actualidad existen a disposicién del Odont8logo,
resinas |1Tquidas auto y..fotopolimerizables y de hecho, ambos

sistemas son empleados con la misma frecuencla,

Dado que los métodos de iniclacidn son distintos, es -
Importante verificar sl exlisten diferencias entre ambos siste
mas con respecto a la efectlividad de su fuerza de unién al es

malte grabado.



4, HIPOTESIS

Debido a que ia autopolimerizacidn es dependiente en -
gran medida de factores ajenos a ella, cosa que no sucede con
la fotopolimerizacidn; el polimero resultante de esta Glitima
es de mejores cualidades, por lo tanto, se espera que la resi
na 1Tquida fotopolimerizada tenga mayor fuerza de unidn al es

malte grabado.



5. MARCO TEORICO
GRABADO ACIDO

El grabado &cido es uno de los medios mds eflicaces pa=-
‘ra mejorar el sellado marginal * Ta unidn mecsnica de la resf
na‘a la estructura del esmalte., Este procedimlento se llama
técnica de grabado 3cido, y proporciona una unlidn fuerte en--

tre esmalte y resina 1fquida.

El esmalte grabado tienen una energfa superficial més
alta que l1a superflicie normal y ﬁermlte a la resina mojar con
}acllldad la superficle y penetrar en las microporosidades --
que produce el grabador. Una vezsucuﬁdo esto, polimeriza y -
forma una unidén mecdnica a)l esmalte. Prolongaciones de resi-~
na se introducen de 10 a 20 micrones en dichas irregularida--

des .

La dentina debe protegerse contra el 3cido, en particu-
lar si la preparacidn es profunda; sSlo debe .tratarse el esma}
te, por ello cuando sea necesario, sobre la dentina expuesta -

se colocard una capa protectora a base de hidrdxido de calcio.

Se han utilizado varios tipos de dcidos para grabar es-
malte: &cido etilen diamino tetra acétlico, dcido cftrico, &ci

do f8rmico, dcido fosfdrico.



De todos los dcidos anotados, el dcido fosfSrico en con
centracliones al 30% y 50% ha demostrado superioridad cuvando se

usa en forma correcta.

La mayor parte de los fabricantes surten el &cido graba
dor en estuches que Incluyen soluciones cuya concentraci&n est§

entre 30 y 50%,

Las técnfcas de grabado'écrdo para modificar el esmalte
son muy I%portantes. Los dcidos fosffricos y citricos a con-~-
centracién apropiada, pueden en uno o dos minutos eliminar a-«
proximadamente 5 micrones de esmalte superficial y desmlnefali
zar sejectivamente el esmalte hasta una profundidad de 15 a 20
micrones, Los &cldos mds fuertes no producen una descalcifica

ci&n selectiva. Los Scidos mis de@biles reacclonan demasiado -

despacio con el esmalte,

Los grabadores dcidos disponibles son, normalmente, sgo
luclones de dcido fosfSrico del! 30 al 50%: algunos contienen -

un 7% de ﬂxl&o de zinc,

El grabado 4cido ayuda a ta unién 2@l esmalte porque:

a) Elimina los detritos de la superffcie.

b} Produce superficies porosas en cuyo interior pene--
tra la resina para formar extensiones apendiculares,
que proﬁorc(unan retencidn mecdnlca,

¢} Aumenta la energta superficial Itbre (tensién super-



flctal crftica) del esmalte que,as?, excede la ten-
sidn superficial de la dentina. En consecuencia, -
produce lhumectacidn.

d) Hace que quede expuesta al material una &rea mayor

del esmalte.

lniclalmente Buonocore utilizd el Scido fosfbrico al ~
B85% para la técnica del grabado del esmalte; posteriormente -
Silverstone .comprobd cdmo las altas concentraciSnes de dcldo
estdn en }e]aclﬁn ifnversa a la formacién de microporos. A es
ta m}sma canclusidn habfaﬁ llegade Gwinnett y Buonocore en --

1965.

Silverstone y colaboradares clasiffcan el efecto graba
do @cido en la estructura histoldgica del te}ido esmalte en ~

tres patrones diferente:

PATRON 1 DE GRABADO: E] efecto desmineralizante con remoci{&n
de sales de Ca, se efectiia primordialmente en el centro de ca

da prisma, dejando la periferia intacta.

PATRON ! DE GRABADO: El efecto &cido tiene predileccidn en -

los contornos del prisma adamantino.

PATRON (1| DE GRABADO: Efecto combinado de los dos descritos,

E! patrén de grabade mis frecuente es el |, es decir ataque -



preferencial en el centro de cada prisma.

De acuerdo con Simonsen, el efecto de grabado Scido va
a producir una serie de microporos dentro del esmalte, con -
una profundidad media de 20 micrones. Esto indica sin lugar
a duda que'el efecto lTogrado no es sélo la formaclién de micro
poros, sino la obtencidn de una superficie limpia y el cambio
energético polar de una superficie infcial. Poco reactiva, a
una superficle altamente reactiva pelar. Silverstone colocd
una solucidén de &cido fosférico al 30% sobre el esmalte por -
60 segundos, y notd que se produjo una pérdida superficial de
10 micrones y penetracidn hasta una profundidad de 20 micro--

nes (Tabla 1.)

Concentracion de dcido
fosférico

20% 30% 40% 50% 60% 70%

Profundidad de grabado . 14 10 9 7 2 2
(micrones)

Profundidad de cambilo 20 20 15 12 4 2
.histoldgico (micrones)

Profundidad total del esmalte3h 30 24 19 6 4
afectado (micrones)

Tabla 1 Profundidad del efecto &cido en esmalte grabado por

60' con dcido fosféricoe. Varias concentraciones.

La aparicién de té@cnicas de grabado por 3cido ha permji



tlido usar la resina en forma simple, econbmica y eficaz en mu-

chos tratamientos dentales.

Los pasos de la t&cnica del! grabado Gcldo a seguir son

fos sigulientes:

1.

£l Acido se aplica con una jeringa en forma conti==-

nua y se frota con suavidad sobre el esmalte.

El tiempo de aplica;i&n varfa segin el diente. Un

esmalte maduro m§s calcif{cado  como el de un adul-
to, o unoque tenga elevado contenido en fluoruro sg
r8n m8s difTciles de descalificar. Por lo tanto, -
el ﬁromedto de un: grabado Scido es de 15 a 60 se--

gundos.

E) siguiente paso de la técnica es qulitar los precl
pit;dos durante el grabado, lo cual se logra utll(-
zando un chorro de agua. Sl estos restos no se qul
tan de la superficie de! esmalte, no se formardn ~-
las marcas de la res{na,la resistencia de unibn en-
tre la resina y el esmalte se relaciona de manera -
directa con el tiempo de lavado. Se recomienda un
tiempo mfnimo de 45 segundos. La superficie se deja
secar por lo menos durante 15 segundos. La superfi-

cie se mantiene limpia hasta colacar la resina para



EFECTO DE

formar una buena unidn. El contacto momentSneo con
saliva o sangre evita que la resina forme prolonga-
clones efectivas y reduce en gran manera la resis---

tencia de unidn,

St hay contaminaclén se recomienda enjuagar, secar

y grabar una vez m&s por diez segundos.

Las resistencias de unidn de resina al! esmalte gra~
bado van de los 165 kg a 227 kg por centimetro chg

drado.
GRABADO ACIDO

Limpieza de 14 superficie disolucidn de la capa su-

perficial contaminante.

Desmineralizacitn suéerflciql y profunda hasta 30 m}
crones por ataque del 8cido a la hidroxiapatita, for
macifn de fosfatos de calcio, los cuales al ser remo
vidos dejan una superficie microporosa que servir§ -

de anclaje mec8nico adhesivo.

Modificacidn de la capa superficial no reactiva del
esmalte produciendo un substrato de alta energia su-

perficial con atraccidn polar.
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Para mejorar la unidn mecnica en la superficie del es
malte grabado, se utilizan agentes de unidn, &stos agentes --
contienen 1Tquidos de dimetracilato sin relleno para reducir
su viscosidad estas resinas 1Tquidas van a fluir al Int}rlor
de los canales que ha formado el &cldo fosférico en el esmal~

te.

Si los agentes de unidn se activan en forma quimica se
dispone de dos liquidos, wuno que contiene el Iniciador de pe
réxido Jde Benzollo y el otro el acélerador amina ambos se mez
clan en cantidades iguales, tambi&n estdn disponibles agentes
de unibn con un sélo 17quido para ser activado con luz, llama

do fotoﬁolfmerizables.

El mecanismo qufmico se produce cuando ambas partes -
se mantienen en contacto en base a la fuerza lograda por la -
formacién de uniones quimicas, ya sean primarias o secundarias

(fuerzas de Vander Walls),

No siempre las superficles involucradas son satisfacto
rias y por ello es necesario preparar las superficies median~
te el grabado &cido, para producir Irregularidades que posib]
liten la unién mecadnica con el agente de unidn; ambas par,
tes se mantienen en contagcto en base a la ﬁenetraclén de una
de ellas en las irregularidades creadas en el esmalte por el

H

dcido grabador logrindose una traba mecinica y con ello se im

pide el desplazamiento o separacidn del material.
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Los agentes de unidn fueron ideados para usarse en con
Junctén con las resinas compuestas. Se mezcla una gota de cg
da co#ponente y se coloca una cublerta delgada dentro de las
paredes de la cavidad preparada. La técnica de grabado icido
ayuda a compensar la contraccidn que ocurre durante la polime
rizacidn de los composites, reduce la retraccidn del material
de los mirgenes hecho que podria conducir la filtracién y la ca
riles. El grabado 8cido se realiza bara obtaner un substrato

apto para lograr la unidn mecanica de la resina iTquida,

Se plensa en la aplicacidn de una resina liquida que -
tenga la propiedad de huméctacrén ¢ la capacidad de mojado de
las superficies y, con un dngulo de contacto bajo, al colocar
lo sobre el substrato dentario fluya y se filtre en los peque
fies microporos, logrando un agarre meclnico de resina 1fquida,
anclada en la superfrcie del esmalte, a una profundidad de 5

a 10 micrones.

Las resinas que se pueden colocar despu@s dc un grabado

dcido son: resina autopolimerizable y fotopolimerizable,
La autoﬁo\tmerfzahle polimeriza por medios quimicos.

La fotopoiimer{zable, polimeriza por luz halégena {de -

rango visible}.

En las resinas tanto auto como foto siempre debe de ha-



ber iniciadores para que se lleve a cabo el proceso de polime

rizaci8n; el Iniciador es el perdxido de benzollo,

En las resinas autopolimerizables ademds del perdxido
de bonzollo, hay una amina terciaria-~la mis comin es el di-
metil prtoluidina-ambos reaccionan entre sf y dan radlcales

libres.

En las resinas fotocurables el inilciador es una cetona

aromitica fotosensible. La m&s usada Canforoquinona, tienen

un uso mds extenso que las de activacidén quimica. El Sistema
para inlciar los radicales libres consta de una molécula de -
act{vador amina que contiene la pasta de la jeringa. A menos
que estos dos componentes no se expongan a la luz, permanecen
sin interactuar, sin embargo, en presencia de luz con longi-
tud de onda aproplada se produce un estado de excitacidn del

foto-iniciador que reacciona con la amina y forma radicales -
libres, El foto=-iniciador que se utiliza con frecuenclia es =

la canforoquinona.

Existe una gran diferencia importante entre la resina

quimioactivada y fotoactivada:

- Presentacidn del material de resina en faorma de una

sola pasta,al no requerir espatulado, como en las



f&rmulas de polimerizacidn qufmica no se incorpora ~

aire en las fotoactivada,

De acuerdo con Leinfelder, teniendo en cuenta la den
sidad de las resinas compuestas, es inevitable el -~
atrapamiento de aire, lo cual ocasiona vacios que --
pueden osclilar entre 100 y 500 micrones, lo cuatl ade
més, la. torna mis opaca y mds apta a la sorcidn del

agua. E| aire, ademds produce una Inhibicidn de po=
|Imerizacidn en las capas de resinas adyacentes a la

burbuja

El espatulado, en etapa avanzada, ocasiona disturblo
en el proceso de polimerizacién, disminuyéndose asT

todas las propiedades fiiicas y mecdnlcas, asi pues,
se logra mds alto grado de polimerizacidén en las re-

sinas de fotocurado.

lLa mayor densidad, la ausencia de grandes poros {le=~
nos de alre permiten, ademds, en la resina de fotocu~
rado una mejor estabilidad de color y resistenciag a

la abrasidn.

Ventajas de manipulacidn: con las férmulas de resina
de fotocurado el odontSlogo dispone de todo el tiempo

que sea necesario, asl como el control efectivo y el



logro del color deseado.

Se asegura en el sistema de fotocurado, la perfecta
polimerizacidn en los mirgenes delgados, cosa que no

sucede en las férmulas de polimerizacidén quimica.



Los Investigadores. J,B. Summntt, D,C,N, Chan, F,B, -
Dutton, y J.0. Burgess, en Uthscsa Wilford Hall USa f.Med., --
Cen, éan Antonio, Texas, realizaron un estudio sobre la resis
tencia de enlace cortante de la resfna compuesta hacia el es~

malte con varios tipos de enjuague.

Este estudlio compard sobre la resistencia de enlace de
la reslina compuesta, unidea al esmalte pulido y grabado, ta =~
cual se habfa enjuagado durante 1,2,3,5, o 20 segundos, ya -~
sea con una. corriente de agua o con un rocio de aire/agua, se
separaron 165 molares en grupos mandibulares y maxilares, lue
go se dividieropn Igualmente en 11 grupos de 15 dientes, Las
superficies de e¥malte se dejaron planas y se grabaron duran-
te 20 segundes con el gel de &cido fosfbrico al 37% (mirage).
En un grupo no se enjuagd el gel de grabaciBn nada mds secd.
En cinco de los otros grupos el ge! se enjuagd agon una corrleﬂ
te de agua dfrecta (w) a 22 psi. en los otros cinco grupos, el
gel se enjuagd con un rocfo de aire/agua (aire en 22 psi, agua
en 53 psi). La tapa de tefldn con una ventana de 3 mm de df&-
metro se colocd sobre cada Srea grabada, se aplicd una resina

,lfquﬁda (adhesivo universal bond 2) y se polimerizd sobre la -
ventana utiilzando prisma APH (sombra universal). Los especi-
menes se termociclaron desde 5° C hasta 50°C durante 500 ci-~
clos (30 seg. de tiempo permanente). Después de 30 dias de hi
dratacidén a la temperatura ambiente, los dientes se montaron -

en una aleac{dn cerrobend y la resina se cargd en fuerza cor--



tante hasta que fallara con un instron, de velocidad alta de
Smm/min, carga media (sd). Hasta la falla de cada grupo: -
sin enjuague - 053 (0,Y3); 1 seg. W-17.54 (3.73), A/u- 1B8.35
(3.56) 2 seg. W-18.77 (3.63), A/W-16.18 (2.95): 3 seg, W= =
17.94 (3.59), A/W - 19.26 (4.81); 5 seg, W-20,19; (h.32), -
A/W=-18.35 (3,73); 20 seg. E-19.76 (4.33), A/W - 1981).

Los detos se analizaron utilizando el anova y la prue
ba de Takey B Post-Hoc; los grupos en los cuales hubo enjua~-
gue de 1,2,3,5, © 20 segundos ya sea con agua iinicamente o -
con aire/agua no fueron estadisticamente diferentes. El gru
po sin enjuague fue significativamente mis débil que cual---
quier grupo con enjuague (P.001). Un enjuague de | seg., ya
sea con agua o con rocio de aire/agua puede ser tan efectivo
como un tiempo de enjuaéue de 20 seg. si el agua se dirige -

con adecuada presidn a la superficie grabada.

El investigador Carstensen rea!izd un estudin sobre -
las diferentes concentraciones de 3cido fosférico sobre l1a -

superficie del esmalte.
Las concentraciones utilizadas para grabar fueron: 40,
20%, 10%, 5%, 2% de 8cido fosférico durante 60 segundos se -

utilizaron 25 premolares extrafdos de pacientes jovenes,

Las investigaciones nos demuestran que es Importante el



porcentaje de acido fosférico. Debe de ser de un 30 y 50% pa
ra lograr un buen grabade dcido con un tiempo de exposicién -

de 60 seg.

Muchos sistemas adhesivos dentales se basan ahora en -
grabar simultdnecamente el esmalte. En iugaf del tradiclional
fcido fosfdrico al 35-40%, se usan nuevos Acidos grabadores
(incluyendo Scido maleico al 10%, Scido fosfdrico al 10%, vy
nitrato de aluminia/dcido ox1ico). Este estudio in vitro de
terméind las resistencias de eniace cortante Qe ta resina com-
puesta hacia el esmalte, la cual se grabd con estos agentes -
de acuerdo a las instrucciones del fabricante, El1 dcido con-
trol, el dcido fosfdrico al 35%, did una resistencia de enla-
ce media de ZA.SFHPa. El 3cido maleico al 10% y el dcido fos
férico al 10% tuvieron significativamente menores resisten-=--
cias de enlace (13.2 MPa). E! acondicionador Gluma 1 & 2 ==
{(3cido oxalico/nitrato de aluminic tuvieron una resistencia -
de enlace media de 6.3 MPa, lo cual fue significativamente me
nor que lo de los otros grabadores. Ltas resistencias de enla
ce de cada grabador ne fueren afectadas por el tipo de resina

sin relleno utilizada.
EFECTOS DE LA REDUCIDA CONCENTRACILON DE AGCYPO Y DEL TIEMPO DE
GRABACION SOBRE LA RESISTENC!A DE ENLACE Y LA MORFOLOGLA DEL

ESMALTE.

Por los investigaroes:
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- WAYNEW BARMEIER, DDS, LOSRCS
- A. JOHN GWINNTT. PHD, BDS, LDSRCS

-~ SCOTTE, SHAFFER, MS.

. = La técnica de enlace de grabaclidn |8cida se ha usade

extensamente desde su introducclon por buonocore en 1955,

Varios reportes recientes han indicado que el tiempo -
de grabaci8n de dcido tradicional puede reducitse hasta 15 o Ip
cluso hasta § segundos sin dbferenc[an morfoldbgicamente sig-.
niflcativas en el esmalte o pérdida de la resistencia de énlg

ce cortante.

Se designd éste estudio para deterﬁfnar la resistencia
de enlace de un sistema de un paso {Lee Cleaps Bond 1) que --
usa 5% de &cido fosfdrico en un thempo de aplicaciGn reco==-
mendado, de 10 15 segundos, E! sistema de un paso también se
evalué en aplicaciones de 60 segundos con la|solucién de 5% y
con el gel de 37% de dcido fosfSrico y se conparo a un siste=

ma de pasta pasta (Concise) con grabaclon de |60 seg,
PRUEBA DE RESISTENCIA DE ENLACE
Los Brackets de metal (GAC K00O) fueron unidos a las -~

superficies de esmalte condiclonadas con dcldo en 30 bremola-

res humanos extrafdos que fueron almacenados len agua destila
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da-, antes del enlace, tos dientes fueron !ijados: en una rueda
giratoria de velocidad- baja con papel! lija de carbono hiimedo

(320 y 600) para crear superficies de esmalte planas.
Los dientes fueron divididos en cuatro grupos:

1. Sistema de un paso, solucidn al 5%, 15 segundos (10

dientes).

2.'Sistema de un paso, solucidn al 5%, 60 segundos (10

dientes).

3. Slstema de pasta pasta,3?7% ge! (LD), 60 segundos 5

dientes.

La solucidn Scida se aplicd al esmalte con un cepillo
btando durante el tiempo apropiado. El 3rea tratada se enjua
g5 entonces con un rocfo de aire-agua durante 15 segundos y ~

se secd con aire durante 20 segundos,

Con el sistema de un-paso, la cebadura de esmalte {(mo-
‘némero de metacrilato de baja viscosidad y acelerador) se apii
cd con un cepillo al esmalte acondicionado., La cebadura del
bracket (mondmero de metacrilato, polfimero de metacrilato, y
acelerador) se aplicd inmediantemente al bracket, y el bra---

cket se asentd firmemente usando una pinza.

Con el sistema de pasta-pasta, se mezcld un agente de -~
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enlace no relleno de auto-curacién {concise Esmalte Bond) y -
luego se cepillo en una capa delgada sobre l1a superficie de -
esmalte acondiclonada., 5e uso una r3faga de aire de una je-~-
ringa dental para adelgazar mi3s el agente de enlace. La resi
na compuesta concise se mezcld Inmediatamente y se aplicd al

coJfn del bracket, y se asentd el bracket,

Cada bracket se dejd sin alterar durante 10 minutos des
pués de que se asentd, y el especTmen del diente se almacend

en agua destilada durante una semana a 37° C.

Se uso una Maquina de Prueba Universal Instron (modelo
1123 para aplicar la fuerza cortante. Cada espectmen se mon-
téd verticalmente en un anillo metélico de 1" de amplitud con
una resina de metacrilato polimetil de auto-curacién, de modo
que la fuerza desde la creceta del Instron fu& paralela a la
superficie del diente. E] bracket unido se colocd bajo una =
proporcidn de carga contfnua de 5 mm/ minutp hasta que se al-
canz8 el punto de ruptura, y la resistencia cortante se regls

tré en megapascales (MPa).

Las resistencias de enlace medias en jlos cuatro grupos
de muestra, No se encontrd diferencia significativa entre ==~
los grupos usando un an3lisis de variacidn de una~vfa Anilisis

Horfolidgico.

Los cambios en la topograffa del esmalte fueron analiza
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dos por microscopio electrdnico después del acondicionamiento
con la solucidn de 5% durante 15 segundos y con el gel de 37%
durante 60 segundos del sistema de un=-paso. El esmalte se de
J6 plano en algunos de los dientes; otros dientes tenian in-
tacta la superficie del esmalte como se pudo encontrar clinj
camente. Después del acondicionamiento dcido, del enjuague,

y del secado, se montaron los especimenes y se cubrieron con-

ductivamente con oro,

Las superficies de esmalte intactas grabadas durante
15 segundos mostraron delineacidn estructural primariamente =~
por solucldn del esmalte en la periferia del prisma. Sin em
bargo, las zonas que carecen de delineacidn de prisma con fre
cuencla estaban lnterdis§ersas con E&stos patranes. Los patrg
nes de prisma fueron escasamente evidentes en las superficies

de esmalte asentadas.

Las superficies condiclonadas con el 37% del gel mos-
traron delineacidn prismdtica mds pronunciada. Las superfi--
cies basales tuvieron una distribucidn més uniforme de los pa

trones de grabacidn prismdticos.

El efecto del acondicionamiento 3cido es aumentar la -
energfa de 1la superflcie y el drea en el substrato etiminando
el material vieJo y completamente reaccionado, y aumentar la
porosidad en el tejido ya poroso. Desde que se describié por

primera vez la penetracidn de resina, un nGmero de estudfios -
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ha sugerido que 1a resistencia de ‘la unién de resina, puede -
ser una funcién del grado de penetracién, y que la pe-
netracién es mayor con menores concentraciones de Aaci-

do fosférico.

Sin embargo, los ensayos mostraron que la reduccidn -~
del tiempo de acondicionamiento no disminuye la retencién de

resina o la retencidn del bracker.

La reduccidn del tiempo de grabacién crearfa menos pér

dida del esmaite y por eso menos penetracién de resina.

Esto d3 surgimiento a la pregunta de sT la penetracién
de resina profunda (20 - 30 micrometros), es realmente cri-

tica par} 1a adecuada resistencia de enlace,

El resultade indica que incluso una solucidn de 5% --
produce =-al menos in vitro- resistencias de enlace cortantes
comparables a aquellas de un gel de 37%, ya sea que se --

aplique durante 15 o 60 segundos,

La conclusidn fue que la resistencia de enlace de -

la resina resulta desde el buen humedecimiento de la superfi-
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cle He esmalte acondiclenada. La cantidad de penetracidn ti-
sular necesarla, tanto en la mediciSn lineal como en el voli-
men, parece que es significativamente menor que lo aceptado -
previamente. Se requiere mas investigacién, incluyendo ensa-

yos clTnicos, para probar éste descubrimiento.
RESUMEN

Uno de los medios mds efectivos para mejorar el sella
do marginal y la unidn mecdnica es el uso de una técnica de =
grabado dcido. Con esto se expone el uso ae materiales para
restauracidn a base de resinas; la técnica de grabado, propor
clona una unién fuerte entre resina y el esmalte, forma la ba
se de mucghos procedimientos dentales, innovadores, como los -
retenedores metdlicos unidos con resina, frente estéticos la
minados con porcelana y soportes (brackets) de ortodoncia --
»también disminuye en gran medida los problemas precedentes -

de las resinas, como el filtrado marginal y pigmentacidn.

El 3cido que se utiliza universalmente es el &cido =-=-
fosférico en una concentraclon de 30 a 50%, siendo el 37%, la

mis frecuente.

Estudios numerosos demuestran que 15 seg. son suficien
tes para una unién fuerte, sin embargo, esto varfa en relacién

con la historia del diente, por ejemplo, un diente con
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alto contenido de floruro por el agua requiere un tiempo de

§rabado mas prolongado.

Se ha investlgado poco a cerca de Tas diferencias del

efecto de grabado &cido sobre la superficie lisa del esmalte.

La mayoria de los investigadores recomiendan utillzar
margenes llsos en el esmalte, para el grabado &cldo esto ayu-
darfa a la maxima adaptacién del materfal de restauracidn a -

la superficie dentarila.

La técnica de grabado acido ayuda a compensar la con--
traccibn que ocurre dentro de ta polimerizacidén de los compo-
sites, reduce la retraccidn del material de los margenes que

podrfa conducir a la filtracidn v a la caries.

Los agentes de unién fueron fideados para usarse en --

conJuncidn con las resinas compuestas.

A pesar de su atractivo estético, estas restauraciones
no son de confiar a largo plazo, y no es una verdadera restau

racidén permanente.
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se utilizaron 20 dientes extrafdos e hidratados li=-=

bres de caries.

~ Acrflico autopolimerizable

- Limina de tefldn

- Resina 1Tquida autopolimerizable, degufill SC Degussa.
- Resina 1Tquida fotopolimerizable bond Degussa

- Lémpara'para fotopolimerizacién visitux-2 (3M)

- Ambientador hanau

- Hiquina universal de pruebas [nstron /modelo 1125
- Papel abrasivo # 320 y 600

- Esmalte para uias

- Acldo grabador

- Perilla para insuflar aire

- Jeringas hipodérmicas

- Lozetas de vidrio de 25 x 25 cm

- Espdtuda para cementos

- Frascos de vidrig (2)

- Vaselina

- Lentes protectores, especiales para luz visible,
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METODO

Se ocuparon 20 dientes extraidos e hidiratados sin ca--
ries. Se colocaron en resina acrflica autopolimerizable cui
dando que quede expuesta la mayor parte de la cara labial

o bucal sin descubrir dentina.

1. El conjunto acrilico-~diente, form8 un cilindro de 8

cm de dismetro y de grosor o longitud 1.5 em. (fig.1).

Parte del esmalte fue desgastado con un papel abrasivo

del # 320 y 600 logrando una superficie totalmente plana,

Después de lavar y secar la parte abrasionada 1os

dlentes se separaron en dos grupos de 10 unidades cada uno.

La 13mina de tefién de 3 cm de largo, 2 cm de ancho y
2 mm de grosor tiene un orificio circular de 5 mm de diame--

tro que atravieza todo su grosor (fig., 2}.

Sobre el esmalte rebajado y con el esmalte para ufla, -

se 1imit8 un Srea circular de no m3s de 6 mm de didmetro.

El Srea de esmalte limitada fue grabada segiin instruc-

ciones del fabricante,
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La 1amina del teflén fue colocada sobre el cilindro de
acrflico cuidando que la perforacién circular concidiera --
eXxactamente con la superficie de esmalte que fue aplanada me

diante abrasidn y grabado (fig. 3.)

En la perforacidén y sobre el esmalte grabado, se colo-
c6 resina 1fquida fotopolimerizable en 10 especimenes y auto

curables en los otros 10.

Polimerizada la resina, los dientes fueron introduci=-
dos en un amblientador que provee 100% de humedad relativa'y
37.% i permanecieron ahf durante 48 horas, al final de las -
cuales fueron retirados y llevados uno a uno a la madquina =~

Instron,

En dicha méquina, una punta de 1 mm de ancho aplicé 50
bre la resina la carga suficlente para provocar su desprendi
miento del esmalte graquo. La fuerza necesaria para lograr
lo anterior se graficd y el promedio aritmético de los diez

especTmenes para cada resina, se reportd como resultado final.
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CONCLUSI1ON

En el presente trabajo se compard la resistencia al --
desalojo de resinas auto y fotopolimerizable del esmalte gra-
bado. 'Los resultados obtenidos favorecen a la resina 1Tquida

autopolimeflzable, hecho que contradice la hipdtesis.

COMENTARIO

Del presente trabajo se deriva la posibilidad de reali
zar todo el procedimiento con una sola variante: realizar ==
la aplicacidén de la carga a una hora después de ta polimeriza

cidn,

El hecho de haber aplicado la carga a 48 horas no per~
mite significar la calidad de polimerizacidén mediante reac--
cibn quimica o por la aplicacién de luz, ya que a ese tiempo,
parece ser que el grado de polimerizacidn en ambas resinas es

muy parecido.
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